Bundesamt fiir Strahlenschutz

Bekanntmachung
gemal 8 11 der Rontgenverordnung (ROV)
2. Nachtrag zur Zulassung TH 01/01 RO

Vom 20.0Oktober 2005

Gemal den 88 8 ff. ROV vom 8. Januar 1987 (BGBI. | S. 114) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBI. | S. 604) wird die Bauartzulassung Nr.
TH 01/01 R, erteilt vom Thiringer Landesverwaltungsamt Weimar am 14. Februar
2002, zuletzt geadndert mit 1. Ergdnzung vom Bundesamt fir Strahlenschutz am
6. Mai 2003, wie folgt erganzt:

Vorrichtung: Elektronenstrahlbelichtungsanlage

Bisherige Typen / Firmenbezeichnungen:
ZBA 350, ZBA 350 (DW), ZBA 350 (MW),
ZBA 320-50 (DW), ZBA 320-50 (MW),
SB 350 (DW), SB 350 (MW),
SB 320-50 (DW), SB 320-50 (MW)
Inhaber der Zulassung /
Hersteller der Vorrichtung: Leica Microsystems Lithography GmbH
Goschwitzer Stral3e 25
07745 Jena

Die Bauartzulassung wird wie folgt geandert:

Die zulassigen Typen der Vorrichtungen werden um folgende Varianten erganzt:

Typ der Vorrichtung |SB 351 DW SB350C SB 350 OS
Verwendungszweck | Wafer belichten (di-|Masken und Son-|Masken, Wafer und
rect write) dersubstrate be-|spezielle Substrate
lichten (cell projec-|belichten, Git-
tion) terprojektions-Mode
(optics special)

In diesem Rahmen werden zugelassene Referenz- und Austauschteile erganzt.

Salzgitter, den 20.0Oktober 2005
57502/2-111
Bundesamt fur Strahlenschutz

Im Auftrag
Czarwinski




